Hasus npeamera: [lnazmene TexHomnoruje

HacraBauk wim HactaBHunm: Teomopa ['ajo

Craryc npeameTa: u300pHU

Bbpoj ECIIB: 15

YeaoB: YBoa y Gpusuky miazme

wb npeamera
Jla ce cTyneHTH yNoO3Hajy ca OCHOBHHM IpONECHMa IJa3Ma TEXHOJOTHja, ¢ 003MPOM Ha BEOMa MIMPOKY M Pa3HOIHKY
MIPUIMEHY.

Hcxon npeamera

HaxoH ozicityniiaHor 1 Hay4eHOT cajipkaja mpeMeTa CTyJeHT Tpeba 1a uMa pa3BHjeHe:
- Ommre cocobHOCTH:

CTyneHTH CTUYy OMIITa Ca3Hamka O MPUMEHH ILIa3Me.

- IlpenmerHo-cnienngpuyHe ClIOCOOHOCTH:
[Mojennne Texnonoruje Ouhe nerampuuje paspahene na he To 3Hame kacHUje OMTH Moryhe IPUMEHHUTH U YIPaKCH.

Caap:kaj npegmera

Teopujcka nacmasa

OCHOBH TeopHje jOHM30BaHUX racoBa. PaBHoTekHe 1ma3me. HepaBHOTEXXHE (HHCKOTeMIIepaTypcke) mwiasme. Monenn RF i
DC npaxmema. MaTEpakiyje mia3Me ca nospmmHama. [Iponssoljeme n Mepeme BakyyMa M HUCKUX npuTucaka. [Ipaxmema
Ha BHCOKHMM U aTMOC(EepCKUM NpuTHCIIMA. [1ma3mMa xeMujcke mpruMeHe HepaBHOTEXKHE I1a3zMe. Jlero3niyja TaHKHUX CII0jeBa.
Joncka mMIutanTanuja. [InasMa pacnpminBame CliajbUBambEe W Harpu3ame. TeXHOIOTHje MPOU3BOIKE HHTEIPHCAHUX KOJaA.
HepaBHOoTexHa mula3Ma y H3BOpUMMa CBETJIIOCTM M CHONOBM uecTula. THmaBa Ipaxmewma. VHIYKTHMBHO CHIpErHyTa
npaxmema. M3Bopu cHomoBa yectuna. 'acHu nacepu. IInmasma expanu. Octane mpuUMeHe IUTa3Mu. TpeTMaH TeKCTHIA.
IInasma nomumepusanuja. Ilnasma cTrepunusanuja ¥ TpeTMaH xuBe MaTepuje. Ilnasme y TelnekoMyHHMKanujama H
reHepaTopuMa MHKpoTanaca. [1na3ma paketau Mmotopu. Kopowe. ITnasma jorusaropu. I1na3ma y TeuHocTUMa U oaroBapajyhe
texHonoruje. OTBpAaBambe MNOBpLIMHA pe3Hor anata. [lmasma y eneprerunu. ®Pysuja. MarneTo-xuIpoauHaMHUKH-
reHeparopu. [Inasma npekunaun. [Iponssoamwa porohennja. [Ipumene paBHoTERKHUX IUTa3Mu. JydHa npaxmema. UMimyncan
nykoBH. Jlyune mamme. ITnma3MOTpoHM Kao IMia3MaxeMHjCKH peakTopH. [acm¢pukanmja ropusa. IIponsBonama mpamrkosa.
JlenoHOBamkE YIIHEHUIHUX

cnojesa. [IponsBonma ¢ynepena u HaHoTyOa. [Ima3mMa TpeTMaH OTagHNUX MaTepHja.

Ipaxmuuna nacmaea
Hutepakiyja miasMe ca MOBpIIMHAMa Ha arMocdepckoM mputucky. Ilpumep MXJ[ renepatopa. Ymorpeba miasma
npekuaayda. [Ipumep npousBoame Qynepena.
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bpoj uacoBa axkTHBHE HacTaBe ‘ Teopwujcka HacTaBa: 5 ‘ IIpaxTnyna HacTaBa: 5

Mertozae uspohema Hacrase
[IpenaBama (5 yaca HeZIEJbHO, Y TOKY CEMECTpa), caMOCTaHH paj (5 yacoBa HEJIEJbHO, Y TOKY CEMECTpa).

Ouena 3Hamwa (Makcumasanu 0poj moena 100)
CeMUHApCKH paj Be3aH Ca CTYIHjCKIM UCTPaKUBAYKUM pajoM 40 moeHa.
Ycemenn ucnut 60 mmoena.




